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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月1日(2016.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表面を提供することと、
　前記第１の表面にレーザエネルギーを照射して、０．１ｎｍ～５００μｍの大きさのフ
ィーチャを有する第１の異方性パターンを含む第１の異方性パターン付き配向層を形成す
ることと、を含む方法であって、
　前記第１の異方性パターンは、前記第１の表面の面内の第１の方向に５ｎｍ～５００μ
ｍの第１の周期性を有する、方法。
【請求項２】
　前記レーザエネルギーはパルスとして照射される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の異方性パターンは、前記表面の面内の第２の方向に５ｎｍ～５００μｍの第
２の周期性を有し、
　前記第１の方向と前記第２の方向とは異なる方向であり、
　前記第１の周期性と前記第２の周期性とは異なる周期性である、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の表面は、基板の第１の表面である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の表面は、電極の第１の表面である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の表面は、電極または基板上に配置された別個の層の第１の表面である、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　第１の基板を提供することと、
　前記第１の基板より上に配置された第１の電極を提供することと、
　前記第１の電極より上に前記第１の表面を配置することと、
　前記第１の表面より上に配置された液晶層を提供することと、
　前記液晶層より上に配置された第２の表面を提供することと、
　前記第２の表面より上に配置された第２の電極を提供することと、
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　前記第２の電極より上に配置された第２基板を提供することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　第２の表面を提供することは、
　前記第２の表面にレーザエネルギーを照射して、０．１ｎｍ～５００μｍの大きさのフ
ィーチャを有する第２の異方性パターンを含む第２の異方性パターン付き配向層を形成す
ることを含み、
　前記第２の異方性パターンは、前記表面の面内の第３の方向に５ｎｍ～５００μｍの第
３の周期性を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の表面にレーザエネルギーを照射することは、前記第１の表面上でレーザを前
記第１の方向に並進移動させること、または前記基板を前記第１の方向に並進移動させる
ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記異方性パターン付き配向層は、配向秩序パラメータが少なくともＳ＝０．４０であ
る配向をネマティック液晶層に発生させることができる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の異方性パターン付き配向層は、５ｎｍ～５００μｍの大きさのフィーチャを
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の方向と前記第２の方向とは互いに直交する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の異方性パターン付き配向層にレーザエネルギーを照射して第２の異方性パタ
ーンを形成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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